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Problématique et objectifs

Premières études (début du projet janvier 2009)
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Couplage

Réaliser un prototype précommercial de platine porte-échantillon pour 
la microscopie à champ proche et la lithographie ayant des 
déplacements millimétriques (10 x 10 mm2) avec des répétabilités de 
positionnement nanométriques.

L’objectif est d’étendre la gamme d’utilisation  de ces deux champs 
applicatifs tout en conservant la finesse de déplacement.
Actuellement course millimétrique et exactitude de déplacement 
nanométrique sont difficilement conciliables.

Image optique de 1,1 mm de long réalisée avec un premier prototype LISV/LNIO (réf [1][2])
Observation de la propagation de la lumière dans un guide d’onde optique intégré millimétrique et analyse modale du guide par transformée 
de Fourier de l’image SNOM (effectuée sans recollement d’image). La précision de 10-4 obtenue sur l’indice effectif grâce à la longueur de  
balyage millimétrique permet de révéler la biréfringence du guide.
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Résultats antérieurs

Contraintes spécifiques à la microscopie et à la lithographie identifiées.
Actionneurs en étude (électromagnétique linéaire, piézoélectrique, etc).
Guidage en étude (éléments roulants, liaisons élastiques, etc).
Capteurs optique en phase de prototype.
Premiers dimensionnements de l’ensemble.


